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INCE TANELI DOLGU MADDELERININ SULU BULAMAGLARI, BUNUN URETIMINE
YONELIK YONTEM VE DOLGU MADDESI ICEREN KAGITLARIN URETILMESINE
YONELIK KULLANIM

Bulus en az klsmen anyonik kafesler ile kaplanmlsl ince taneli dolgu maddelerinin sulu
bulamaglarLl ile ilgilidir, burada bulamacglarbl ince taneli dolgu maddelerinin sulu
bulamaglarl en az anycnik bir lateksi ve en az bozunmus bir nisastayCiceren sulu bir
dispersiyon ile isleme tabi tutulmasCile elde edilmesi ve sulu bir bulamachl haziflanmasre
dolgu maddeleri iceren kagldn] kartonun veya mukavvan(l Gretiminde kagfmalzemelerine
katkCOmaddesi olarak kullanmClile ilgilidir, burada Gretim kagEl malzemelerinin siISInl
bosaltIthasOle gerceklesmektedir,
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ISTEMLER

En azlodan kismen anyonik kafesler ile kaplanan ince taneli dolgu maddelerinin sulu
bulamaclar[blup, bulamaclarinl ince taneli dolgu maddelerinin sulu bulamaclarninl en
azldan polimerize edilmis olan, bir monomer iceren fosfonik ve/veya bir fosforik asit
gruplarilceren en az bir anyonik kafesi ve 1 000 ila 65 000 arasbda ortalama bir
molekiiler agdiga (M.,) sahip en az bozunmus bir nisastaylceren sulu bir dispersiyon ile

isleme tabi tutulmas@racllflila elde edilmesi ile karakterize edilmektedir.

Anyonik kafesin cam gegis skhkl@InlAl -50 ila +10°C aral@nda bulunmasOile
karakterize edilen, Istem 1'e gére sulu bulamac.

[stem 1'e gdre sulu bulamac olup, mono etilenik acdan doymamBl Cs-Cs-karboksilik
asitlerin gerektiginde asadldaki genel formil (I)'in mono alkoksillenmis fosforik asitleri ile
esterlenmesi aracllflyla elde edilen fosforik asit gruplardiceren monomerlerin

kullanlhasOle karakterize edilmektedir

H-[X]:-P(O}OH), (D)

burada

(X} bir dliz zincirli veya dallanmE1C;-Cs alkilen oksit Unitesidir ve
(n) O ila 20 arasnka bir tam say(dir]

icinde (X)'in bir diiz zincitli veya dallanmglbir C,-Cz.alkilen oksit linitesi ve (n)'nin 5 ila 15
arasiitda bir tam sayOoldudu formil (I)in mono alkoksillenmis fosforik asitlerinin
kullanlhas(Cile karakterize edilen, Istem 3'e gore sulu bulamag.

Formil (I)'in mono alkoksillenmis fosfarik asitlerinin karsIolarmm 5 ila 15 arasoda
propilen oksit Gniteleri ile kullana sokulmasile karakterize edilen, Istem 3 veya 4'e

gore sulu bulamag.

Mono etilenik acldan doymamisl Cs;-Ce-karboksilik asitlerin akrilik asit, metakrilik asit,
dimetil akrilik asit, etakrilik asit, maleik asit, sitrakonik asit, metilmalonik asit, krotonik

asit, fumarik asit, mesakonik asit ve/veya itakonik asitin olmas(ile karakterize edilen,
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10.

11.

12.

Istem 3'e gdre sulu bulamac.

Mono etilenik aglden doymamlsl C;-Cg-karboksilik asitlerin akrilik asit ve metakrilik asit

olmas[ile karakterize edilen, istem 6'ya gbre sulu bulamac.

Istem 1, 3 ila 7'den herhangi birine gdre sulu bulamac¢ olup, anyonik kafeslerin

asagldekilerden olusmaslile karakterize edilmektedir

(1) stiren ve/veya akril nitril veya metakrilonitril,

(2) Ci- ila Cye-alkollerinin akrilik asit esterleri ve/veya metakrilik asit esterleri ve
gerektiginde

(3) akrilik asit, metakrilik asit, maleik asit veya itakonik asit, ve

(4) gerektiginde formil {I)'in mono alkoksillenmis fosforik asitlerinin (met)akrilik asit
esterleri, burada (X) ve (n) daha dnce bahsedilen anlama sahiptir.

Anyonik kafeslerin ag Itk cinsinden %?2 ila 25 arasloda stirenden, aglHik cinsinden %?2 ila
25 araslnda akril nitrilden, agllkl cinsinden %50 ila 95 arasiida C;-Cs-alkil akrilatlardan,
agldk cinsinden %0 ila 5 arasida akrilik asitten ve agiK cinsinden %0,1 ila 5 aras(da
formil (I)'in mono alkoksillenmis fosforik asitlerinin {met)akrilik asit esterlerinden
olusmas[Jburada (X)'in bir propilen oksit linitesi ve (n)'nin 5 ile 15 arasinda bir tam say[]

olmasCle karakterize edilen, istem 8'e gire sulu bulamac.

Bozunmus nisastanm bir maltodekstrinin clmasUOile karakterize edilen, Onceki

istemlerden herhangi birine gére sulu bulamag.

Bulamacl en az ince taneli bir dolgu maddesinin agIrlkl cinsinden %1 ila 70'i arashda
bir miktarlme en az anyonik bir lateksi ve en az bozunmus bir nisastayliceren sulu bir
dispersiyonun aglkl cinsinden %0,01 ila 10 arasioda bir miktarmdolgu maddesi
bazloda dispersiyonun katClmadde miktarClolarak icermesi ile karakterize edilen,
onceki istemlerden herhangi birine gore sulu bulamag.

En az ince taneli bir dolgu maddesinin bir sulu bulamac@nl icine dolgu maddesi bazloda
dispersiyonun kat[inadde miktarCalarak en az anyonik bir lateksi ve en az bozunmug bir

nisastaydceren bir sulu dispersiyonun adlrllkl cinsinden %0,01 ila 10 arasdaki bir
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miktar@l ilave edilmesi, veya ince taneli bir dolgu maddesinin sulu bulamachln en az
anyonik bir lateksi ve en az bozunmus bir nisastayliceren sulu bir dispersiyonunun igine
sokulmaslle bilesenlerin her durumda birbiriyle karlsticIthas[Iveya ince taneli dolgu
maddesinin kat[hir gekilde en az anyonik bir lateksi veya ve en az bir bozunmug
nisastaydceren sulu bir dispersiyonunun icine vyerlestiriimesi ile karakterize edilen,

onceki istemlerden herhangi birine gére bir sulu bulamac(al tretilmesine yonelik yontem.
Istem 1 ila 6’'dan herhangi birine gore sulu bulamaclaril dolgu maddesi iceren kagdin}

dolgu maddesi igeren kartonun veya dolgu maddesi igeren mukavvanl iiretiminde kagl
malzemesinin sMsInn bogaltlhasOle kagfmaddesine katkfnaddesi olarak kullanlthas]

27



10

15

20

25

30

35

TARIFNAME

INCE TANELI DOLGU MADDELERININ SULU BULAMAGLARI, BUNUN URETIMINE
YONELIK YONTEM VE DOLGU MADDESI ICEREN KAGITLARIN URETILMESINE
YONELIK KULLANIM

Bulus ince taneli dolgu maddelerinin en az klsimen polimerler ile kaplanmls]sulu bulamaclar(]
ile bunlarmnl Gretimi icin yontem ve yiiksek kuru dirence sahip dolgu maddesi iceren kag(dinl,
dolgu maddesi iceren kartonun ve dolgu maddesi iceren mukavvan@ Uretimi igin katkO

maddesi olarak kullanm e ilgilidir.

Dolgu maddesi iceren kagril Gretiminde dolgu maddesi bulamacCTkagEl makinesinin
kalRIDInl icine iletilmeden énce elyaf slispansiyonuna katlE Tutucu bir madde veya tutucu bir
madde sistemi genellikle kagfltabakashida mimkiin oldudu kadar dolguyu tutmak igin dolgu
maddesi slispansiyonuna/lifli stispansiyona eklenir. Dolgu maddesinin kagldh katIhas[kag[t]
imalatcEnk kadfElozelliklerinde ¢ok saylda iyilestirme olanag3adlar. Buna opaklk] beyazllk]
dokunma hissi ve basl3bilirlik gibi &zellikler dahildir.

Bunun disInka dolgu maddesi elyaf maddesinden daha ucuz ise, dolgu maddesinin katlihas]
veya daha fazla katIhas[Elyaf maddesi oraninnl indirgenmesine ve bununla birlikte kagdinl
tretim maliyetinin azalmash yol agabilir. Dolgu maddesi iceren kaglar veya 6zellikle yiiksek
dolgu maddesi miktarila sahip kadflar dolgu maddesi icermeyen kadflara veya daha diisiik
dolgu maddesi miktarinh sahip kagiara gore daha kolay kururlar.Bunun sonucu olarak kagd(l
makinesi daha hzZlIk¥e daha distk buhar tiketimi ile calghbilirler, bu hem lretimi articklhem

de maliyeti duglrir.

Bununla birlikte elyaf siispansiyonuna dolgu maddesi eklenmesi, sadece kismen diger kagkl
yardlmcCmaddelerinin eklenmesi ile dengelenebilecek dezavantajlar[Ha beraberinde getirir.
Belirli bir gramaj icin kullanlan dolgu maddeleri ile ilgili olarak shldar vardid Kagdinl
dayan(klIK 6zellikleri dodal olarak kag@igindeki dolgu maddesi miktarm3milayan en dnemli
parametrelerdir. Dolgu tutma, kagflhamurunun sishinl bosaltlhas[ve de tutma shsinka
muhtemelen kimyasal maddelere ihtiyag duyulmasClve tutkallama gibi diger faktorler de

burada rol oynamaktad(tl

Kagflarinl dayanKIKl &zelliklerinin kaybCbaz[durumlarda kuru ve [lak kivBm verici
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maddelerin kullanbhdle tamamen veya kEmen dengelenebilir, Bu arada yayghl bir proseddir,
katyonik nisastan@ kag@ hamuruna kuru kiBm verici olarak eklenmesidir. Benzer sekilde
sentetik kuru ve [lak klvhAm vericiler érn. katyonik veya anyonik bazda kullanltaktadlrl
Bununla birlikte cogu durumda ilave miktar[Ye ilavenin etkisi sildidir] Ayn[dlciide dolgudaki
art§tan kaynaklanan gu¢ kaybCdglslnHan dengeleyici etkisi de ve bununla birlikte her zaman
gerceklestirilebilir dolgu artlsl da shlfddlr] Bunun disinda tim dayankIIKk o6zellikleri ayn(
Olgiide artmaz ve baz[durumlarda sadece kuru kiBm vericinin kullanmCile yetersiz bir
sekilde artar. Bunun igin dnemli bir ornek nisasta veya sentetik kuru kibm vericinin
eklenmesi ile diger dayanklIIKl parametrelerine cranla sadece az miktarda etkilenecek daha
fazla yiltha islemidir. Buna karslK kag®licindeki dolgu maddesi miktarflnl artfihasCgenel
olarak daha fazla ylttltha islemi Uzerinde ¢ok glcli olumsuz bir etkiye sahiptir

Dider dnemli dzellikler kagdnl kalnlG¥e katIHAL Dolgu maddesi miktarmnl artmasle aynO
gramajdaki kagfla kagElyogunlugunun artmasb ve kadfltabakashlnl kalnl RN azalmashb

yol acar. Sonuncusu kag[] kat[IGAAl dnemli derecede azalmashh yol agmaktadlr]l Kagfl
katlglnlnl bu azallS[Ibir ¢ok durumda sadece kuru kibBm vericilerin katlhasOile

dengelenemez. Genellikle, perdah makinelerinde, haddelerde pres bdéliminde veya kagitl
makinesinin kurutma bdliminde mekanik basBk[azaltmak gibi ek onlemler gereklidir.

Sonuncusu dolgu maddesinin artELle kallnlkl kaybhlamamen veya klsmen dengeler.

WO-A-03/074786 numaralllpatent dokiimaninda en az kmen polimerler kaplanmlg ince
taneli dolgu maddelerinin sulu bulamaglarCh¢klanmaktadrl Bu polimerlerde kadflboyama
maddeleri icin cam gecis slcaklklar[140 ila +50°C arall@intla ve tercihen 6°C'nin altinkla
bulunan baglaylcCmaddeler stz konusudur. Orneklerde bahsedilen &rneklerde kullan@@n
baglaylclinadde 5°C cam gecis sicaklginb sahiptir.

Dosya numaras[D8159619.9 clan yaylanmamgl Avrupa patent basvurusundan -5 ila -50°C
aralldinida cam gecis skbkl@nb sahip anyonik kafesler ile kaplanmlsl ince taneli dolgu

maddelerinin sulu bulamaclarbilinmektedir.

Dosya numaras[08159631.4 olan aynl%ekilde yayllanmamls] Avrupa patent basvurusunda
en az bir fosfonik asit ve/veya fosforik asit gruplarCikeren monomeri polimerize edilmis olarak
iceren anyonik kafesler ile kaplanmisl ince taneli dolgu maddelerinin sulu bulamaclarC
agklanmaktadlIcl
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WO 03/087472 Al numaralCpatent dokiimanCkagEiretiminde kullanmak amacOle sulu bir
taslylcI inadde iginde sismis nisasta tanelerini ve bir lateksi iceren bir bilesimi agklamaktadiIrl

Dolgu maddesi iceren kagflarl liretimi igin en az klsinen polimerler ile kaplanmislince taneli
dolgu maddelerinin sulu bulamaclariinl hazidanmasCicin ve burada kaglfar icin katyonik
kivbm vericilerin bulunmamasCdurumunda sulu bulamacl sulu dispersiyon halindeki bir
polimer tutkal maddesi ile karGId@bir yontem DE 198 21 089 Al numaralCpatent
dokimanioda acklanmaktadlt]l WO 2005/012637 Al patent dokiimanlen az ince taneli bir

dolgu maddesini ve en suda ¢ozUnir bir kopolimeri igeren sulu bir bilesim ile ilgilidir.

Bulusun amaclnce taneli dolgu maddelerinin kagEliretiminde bilinen bulamaglara gére daha
ivilestirilmis bir ylriltha uzunluguna ve bask[yaplabilme olanagbh sahip kaglarlnl ortaya
¢khcag[baska sulu bulamaglariblnl sadlanmashb dayanmaktadlr] Bunun disinda bulusa gore
yonteme qore Uretilmis kadgfar yiksek bir dolgu maddesi miktara ve ylksek bir kuru
dirence sahip olmaldIr]

Bulusa gore en az kismen anyonik kafesler ile kaplanmislince taneli dolgu maddelerini sulu
bulamaclarOile c¢éziimlenen amag, bulamaclar@ ince taneli dolgu maddelerinin sulu
bulamaglar, en az bir fosfonik asit grubu ve/veya bir fosforik ait grubu igeren bir
monomerin polimerize edilmesi ile elde edilen en az bir anyonik bir lateksi ve 1 000 ila 65
000 aral@nda ortalama bir molekiiler agifa sahip en az bozunmus bir nisastaylceren sulu

bir dispersiyon ile isleme tabi tutularak elde edilmesi ile karakterize edilmektedir.

Bulusa gore sulu bulamaclar ince taneli bir dolgu maddesinin &rnegdin agldK cinsinden %1 ila
70'ini, tercihen agHlKl cinsinden %5 ila 50'sini, Ozellikle tercihen agllk cinsinden %10 ila
40'migerirler. En az bir anyonik kafesi ve en az bozunmus bir nisastaylliceren sulu
dispersiyonun miktar[Holgu maddesi bazlada sulu dispersiyonun katDigeridi olarak érnegin
agiginl %0,01 ila 10'u aralldbta, tercihen agiginl %0,1 ila 5'i arall@lnda, ozellikle tercihen
agginl %0,2 ila 3'U aralinda bir deder tasimhaktadlt] Bu arada anyonik kafesin bozunmus
nisastaya oranCbrnegdin 30 : 1 ila 1 : 1 oranChralldinda, tercihen 10 : 1 ila 1 : 1 oranO
aral@nda ve §zellikle tercihen 5 : 1ila 1 : 1 oranCarali§Inda bir deger tasMaktad[]

Bulusun konusu bunun dislnda sulu bulamaglar(nl hazldanmas(olk ait bir ydntemdir, burada en
az ince taneli bir dolgu maddesinin sulu bir bulamachb en az anyonik bir lateksi ve en az
bozunmus bir nigastayliceren sulu bir dispersiyonun dolgu maddesi baznHa dispersiyonun
katCinadde oranAgIK cinsinden %0,01 ila 10 arasiida olan bir miktarkatllFlveya en az
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ince taneli bir dolgu maddesinin sulu bulamacC&n az anyonik bir lateksi ve en az bozunmus
bir nisastayliteren sulu bir dispersiyonun icine katlflve bilesenler birbirine karstrllF]

Bulusun diger bir konusu kagll maddesine katk[Omaddesi olarak dolgu maddesi iceren
kagdn, dolgu maddesi iceren kartonun veya dolgu maddesi iceren mukavvanl Gretiminde
kag Bl maddesinin susuzlastildrak elde edilen kurutma direncine sahip yukarlda agKlanan
bulamac(nl kullan i )

Mevcut bulus gercevesinde lateks kavrambdan tercihen dispersiyonlar veya emiilsiyonlar
seklinde kullanI3cak suda ¢éziinmeyen homo polimerler veya kopolimerler anlagltal(dlr]

Mevcut bulus cercevesinde bozunmus nisasta kavrambdan 1 000 ila 65 000 arall@nda

ortalamam molekliler adga (Mw) sahip nisastalar anlaslhalditl

Lateks tercihen agllk cinsinden en az %40, tercihen agldk cinsinden en az %60, &zellikle

tercihen agHKl cinsinden en az %80 oranloda bu tiirli ana monomerlerden (a) olusmaktad(r]

Ana monomerler (a) Ci-Cyp-alkil(met)akrilatlardan, 20 C-atomuna kadar iceren karboksilik
asitlerin vinil esterlerinden, 20 C-atomuna kadar iceren vinil aromatlardan, etilenik a¢ldan
doymamIs] nitrillerden, vinil halojeniirlerden, 1 ila 10 arasCIC-atomu iceren alkollerin vinil
eterlerinden, 2 ila 8 aras[C-atomu igeren alifatik hidrokarbonlardan ve bu monomerlerin bir

ve ya iki ¢ift baglantl@riidan veya kargmlarndan secilmektedir.

Orn. metil metakrilat, metil akrilat, n-bitil akrilat, izo biitil akrilat, etil akrilat ve 2-etil heksil

akrilat gibi bir C;-Cyp-alkil radikaline sahip bir (met)akrilik asit alkil esterden bahsedilmelidir.

Ozellikle (met)akrilik asit alkil esterin karGmlarda uygundur.

1 ila 20 araslda C-atomuna sahip karboksilik asitlerin vinil esterleri 6rn. vinil laurat, vinil

stearat, vinil propionat, versatik asit vinil ester ve vinil asetattlt]

20'ye kadar C-atomuna sahip vinil aromatik bilesikler olarak vinil toluen, o-metil stiren ve p-
metil stiren, a-bitil stiren, 4-n-bltil stiren, 4-n-desil stiren ve tercihen stiren dikkate alll]

Etilenik agldan doymamlslnitrillere érnekler akril nitril ve metakril nitrildir
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Vinil halojentirler klor, flor veya brom ile ikame edilmis etilenik a¢dan doymamls] bilesikler,

tercihen vinil kloriir ve vinil iden klorirdiir.

1 ila 10 aras[C-atomunu igeren alkollerin vitil eterleri olarak &rn. vinil metil eter veya vinil izo

bitil eter sayl3bilir. Tercih edilenler 1 ila 4 arashlda C-atomu igeren alkollerin vinil eterleridir.

2 ila 8 arashhda C-atomlarbh sahip alifatik hidrokarbonlar ve bir veya iki olefinik cift

baglantl@r olarak etilen, propilen, biitadiyen, izopren ve kloropren say(@bilir.

Tercih edilen ana monomerler (a), C;-Cyo-alkil (met)akrilatlar ve alkil (met)akrilatlaril vinil
aromatlar ile o6zellikle stiren ile karlslohlar[](6zetle poli akrilat-lateks olarak da tan(mlani)
veya 2 cift baglantThidrokarbonlar, &zellikle biitadiyen veya bu tirlli hidrokarbonlarnl vinil

aromatlar, 6zellikle stiren ile karsImlardl(dzetle poli bitadiyenlateks clarak da tanmilank).

Lateks, ana monomerlerin (a) yanhda baska monomerler de (b} igerebilir, drn. hidroksil
gruplarCiceren monomerler, 6zellikle C;-Cyg-hidroksi alkil (met)akrilatlar ve alkoksi gruplarna
sahip monomerler, dzellikle hidroksil iceren monomerlerin alkoksitlerle alkoksillenmesiyle elde
edildigi gibi hidroksi gruplarlnl alkoksilasyonu ile elde edilen alkoksitlere sahip monomerler,
dzelikle etilen oksit veya propilen oksit icerebilir.

Diger monomerler (b) en az iki, tercihen 2 ila 6 arasinda, ozellikle 2 ila 4 arasida, daha
ozellikle tercihen 2 ila 3 arasida ve ¢zellikle 2 radikal bicimde polimerlesebilen cift baglara
sahip bilesiklerdir. Bu tlrl( bilesikler ayrlch capraz baglay[clldr olarak da adland [KIE]

Bu arada c¢apraz baglaylclldarnd (b) radikal bicimde polimerlesebilen en az iki ¢ift bag™
{met)akril gruplaribdan, vinil eter gruplarbdan, vinil ester gruplarlntan, alil eter gruplarindan
ve alil ester gruplarinkdan olusan gruplardan secilmis olabilir. Capraz badlaycldrial (b) igin
ornekler; 1,2-etandiol di{met)akrilat, 1,3-propan diol di(met)akrilat, 1,2-propan diol
di{met)akrilat, 1,4-bltandiol di(met)akrilat, 1,6-heksan diol di(met)akrilat, neo pentil glikol
di{met)akrilat, trimetilol propan triol di{met)akrilat, penta eritrit tetra(met)akrilat, 1,4-bltan
diol divinil eter, 1,6-heksan diol divinil eter, 1,4-siklo heksan-diol divinil eter, divinil benzen,
alil akrilat, alil metakrilat, metalil akrilat, metalil metakrilat, (met)akrilik asit biit-3-en-2-il
ester, (met)akrilik asit blt-2-en-1-il ester, (met)akrilik asit 3-metil-blit-2-en-1-il ester,
geraniolli, sitronelolli {met)akrilik asitin esterleri, targhll&lkol, gliserin mono alileter veya

gliserin dialileter, trimetilol propan mono alileter veya trimetilol propan dialileter, etilen glikol
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mono alileter, dietilen glikol mono alileter, propilen glikol mono alileter, dipropilen gikol mano
alileter, 1,3-propan diol mono alileter, 1,4-bltan diol mono alileter ve de ayrica itakonik asit
dialil esterdir, alil akrilat, divinil benzen, 1,4-biitan diol diakrilat ve 1,6-heksan diol diakrilat

tercih edilir.

Bunun dislnda anyonik kafes bagka monomerleri (¢) orn. karboksilik asit gruplariola sahip
monomerleri, bunlar tuzlarbVeya anhitritlerini icerebilir. Ornedin itakonik asit, maleik asit
va da fumarik asit ve akonitik asit sayl3bilir. Lateks igindeki etilenik agldan doymamlsl
asitlerin miktarChg k] cinsinden %10'dan azdE) Bu monomerlerin (¢} oran[®rnedin agElkl
cinsinden en az %1, tercihen en az %2 ve ozellikle tercihen en az %3 dederindedir.
Latekslerin asit gruplarCgerektidinde daha sonraki uygulamadan once en az klsmen nétralize
edilebilir. Asit gruplarbnl tercihen mol cinsinden en az %?30'u, &zellikle tercihen mol
cinsinden %50 ila 100 arasda nétralize edilir. Uygun bazlar amonyak gibi ugucu bazlar ve
alkali hidroksitler gibi ugucu olmayan bazlard(r] ézellikle sodyum hidroksittir (kostik soda).

Mevcut bulusun bir birinci yaplandlcinada yukarida bahsedilen monomerlerden olusan
anyonik kafes -50 ile +50°C arashida, tercihen -50 ile +10°C arasda, &zellikle tercihen -40
ile +5°C arasinda ve daha &zellikle tercihen -30 ile 0°C arasiida bir cam gecis sichkl§ina
sahiptir.

Cam gegis sIcBKI@IIT,) uzman kisi taraflndan genellikle bilinmektedir. Bununla cam gegcis
sicaklgnin shilfdederi kastedilir. G. Kanig'e gore, artan molekiiler agfKa buna meyillidir
{Kolloid Dergisi & Polimerler Dergisi Fasikll 190, Sayfa 1, Denklem 1). Cam gecis s(chkIgl]
DSC yontemine (Differential Scanning Calorimetry, Diferansiyel TaramalCKalorimetre 20
K/dak., orta nokta dlgiiml, DIN 53765} gore tespit edilmektedir.

Fox'a gore (T. G. Fox, Bull. Am. Phys. Soc. 1956 [Ser. II] 1, Sayfa 123 ve Ullmann Teknik
Kimya Ansiklopedisi, Cilt 19, Sayfa 18, 4. Bask[JVerlag Chemie, Weinheim, 1980) iyi bir
yaklas[ohla en zayfcapraz baglanmislkarslmh polimerlerinde cam gecis sicaklGlicin asagldbki

gegerlidir;

YTy = xYTy + xT2 + ... xTy,
burada x!, x* ...... x" dederleri 1, 2 ...... n monomerlerinin kiitle kiffalar[JT,, T, %..... T"
dederleri her biri sadece 1, 2 ...... n monomerlerinden birinden yapEndlIms] polimerlerin
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Grad Kelvin olarak cam gegis skbklKlarOanlambOtasd Monomerlerin ¢ogunun homo
polimerlerinin Ty dederleri bilinmektedir ve orn. Ullmann Teknik Kimya Ansiklopedisinde
listelenmistir (Cilt 5, Fasikil A21, Sayfa 169, VCH Weinheim, 1992). Homo polimerlerinin cam
gecis slchklKlarink ait dider kaynaklar(érn. J. Brandrup, E. H. Immergut, Polimer Handbook,
1.baskl] ). Wiley, New York, 1966, 2'inci bask[] J. Wiley, New York, 1975, ve 3'lincli bask[ 1.
Wiley, New York, 1989 olusturmaktadirl

Monomerlerin secimi ile uygun cam gegis sicakldarbb sahip anyonik kafeslerin naslelde

edilecedi uzman kisi tarafliidan yukar(da belirtilen literatiir yardmOle bilinir.

Mevcut bulugun bir yapl@ndlcinande anyonik kafes yukarlda bahsedilen monomerlerin
vanida en azlodan bir fosfonik asit grubu ve/veya fosforik asit grubu iceren bir monomeri
polimerize edilmis olarak icermektedir, burada hem serbest bir asit grubuna sahip
monomerler, hem de bunlarinl tuzlar(Jesterler ve/veya anhitritler s6z konusudur.

Tercihen istege badl[olarak mono alkoksillenmis fosfonik vefveya fosforik asitlere sahip
mono etilenik acldan doymamis] Cs-Ce-karboksilik asitlerin esterlestirilmesi ile elde edilebilen
fosfonik asit grubu ve/veya fosforik asit grubu iceren monomerler kullanfl Ozellikle tercihen
gerektiginde mono alkoksillenmis fosfonik asit gruplar¥e/veya fosforik asit gruplarCigeren ve
mono etilenik acldbn doymamisl Cs-Cs-karboksilik asitlerin asadidaki genel formil (I)'in
genellikle mono alkoksillenmis fosfonik asitleri ile esterlestiriimesi ile elde edilebilen

maonomerleridir

H-[X]»-P(O)(OH): (D

burada

X duz zincirli veya dallanmslbir C,-Cg-alkilen oksit Unitesini ve
n 0ila 20 arasloda bir tam sayfdifade etmektedir

Tercihen formul (I)'in, icinde (X}'in diz zincirli veya dallanmglbir C,-Cg-alkilen oksit Unitesi ve
(n)'nin 5 ila 15 arasibda bir tam say[bldugu mono alkoksillenmis fosfonik asitler kullanlE]
{X)'te 6zellikle tercihen bir etilen oksit (nitesi veya bir propilen oksit Unitesi, ézellikle tercihen

propilen oksit Onitesi s6z konusudur.
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Dodal olarak formil (I)'in gerektiginde farklCOmono alkoksillenmis fosfonik asitlerinin ve
gerektiginde farklCmono alkoksillenmis fosforik asitlerinin belirli karlsimlarCHda monoetilenik
agldan doymamls] Cs-Cs-karboksilik asit ile esterlenmesi icin kullan@@bilir. Tercihen formdl
{I)'in mono alkoksillenmis fosforik asitlerinin ayn[Chlkilen oksit {nitesini, tercihen propilen
oksit iceren, bununla birlikte farklChir alkoksillenme derecesine, tercihen propoksilegtirme
derecesine sahip kargImlar[kullan@@bilir. Mono alkoksillenmis fosforik asitlerin 6zellikle tercih
edilen karlslmlar(5 ila 15 arasoHa lnite propilen oksit icerirler, yani (n) 5 ila 15 araslndda bir
tam say(dirl

Fosfonik asit gruplar¥e/veya fosforik asit gruplarCiceren monomerlerin Gretimi icin 3 ile 8 C-
atomuna sahip mono etilenik acldan doymamls] karboksilik asitler yukarldh bahsedilen
gerektiginde mono alkoksillenmis fosfonik asitler ve/veya fosforik asitler ile, genel formiil
{I}'in tercihen gerektiginde mono alkoksillenmis fosforik asitleri esterlenirler. Bu tiirld mono
etilenik acldan doymamgl C;-Cg-karboksilik asitler érnedin akrilik asit, metakrilik asit, dimetil
akrilik asit, etakrilik asit, maleik asit, sitrakonik asit, metil malonik asit, krotonik asit, fumarik

asit, mesakonik asit ve ikonik asittir, Tercihen akrilik asit ve metakrilik asit kullanIhaktadlrl

Dogal olarak mono etilenik agldan doymamisl Cs-Cs-karboksilik asitlerin  kar(sImlarCda
gerektiginde mono alkoksillenmis fosfonik asitler ve/veya fosforik asitler ile, genel formil
{(I)'in tercihen gerektiginde mono alkoksillenmis fosforik asitleri ile esterlenmesi icin
kullandabilirler. Bununla birlikte sadece bir mono etilenik agldan doymamls! karboksilik asit,

ornedin akrilik asit veya metakrilik asit kullanTmaktadI]

Bu ikinci yapIandlmnanml tercihen kullanT@n anyonik kafesleri &rnedin

(1)stirenin vefveya akril nitrilin veya metakril nitrilin,

(2)C;- ila Cip-araslalkollerin akrilik asit esterlerinin ve/veya metakrilik asit esterlerinin ve
gerektiginde

(3)akrilik asitin, metakrilik asitin, maleik asitin ve/veya itakonik asitin ve

(4) Formil {I)'in gerektijinde mono alkoksillenmis fosforik asitlerin {met)akrilik asit
esterlerinin sulu dispersiyonlarldlt) burada (X) ve (n) daha oOnce bahsedilen anlama

sahiptir.

Anyonik kafeslerin sulu dispersiyonlarLizellikle tercihen
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(1)stirenden ve/veya akril nitrilden,

(2)C;- ila C4- arasLalkollerin akrilik asit esterlerinden ve gerektiginde

(3)akrilik asitten ve

{(4)Formil (I)'in mono alkoksillenmis fosforik asitlerinin {met)akrilik asit esterlerindendir,

burada (X) bir propilen oksit Unitesi ve (n) 5 ila 15 araslda bir tam say(dIr]

Ornegin bu tirlil dzellikle tercih edilen poli akrilat lateksler agHIKl cinsinden %2 ila 25 aras]
stiren, agltkl cinsinden %2 ila 25 aras(@kril nitril, aglik cinsinden %50 ila 95 aras[T,-Cs-alkil
akrilatlar, tercihen n-bitilakrilat, izo butil akrilat ve/veya tert bitil akrilat gibi Cs-akrilatlar
ag[K cinsinden %0 ila 5 arasCakrilik asit ve agHIK cinsinden %0,1 ila 5 arasCFormiil {I)'in
mono alkoksillenmis fosforik asitlerinin (met)akrilik asit ester icerirler, burada {X} bir propilen
oksit lnitesi ve (n) 5 ila 15 arasioda bir tam sayl(dir]

ikinci yap@ndFinan@ anyonik kafeslerinin (DSC vasfasCile 8lclimils) cam gegis sCakIGO
genellikle -40 ila +50°C arall@ioda bulunur. Tercihen -20 ila +20°C arasida, ozellikle
tercihen -10 ila +10°C araslda bir cam gegis sichkl@nk sahip anyonik kafesler ince taneli

dolgu maddelerinin bulusa gére sulu bulamaclariida kullanIEl

Anyonik kafeslerin Uretimi daha Once bahsedilen iki yaplandimnanden badmsz olarak
genellikle emilsiyon polimerizasyonu ile gerceklesmektedir, bu nedenle bir emiilsiyon
polimeri s6z konusudur. Sulu polimer dispersiyonlarlnl radikal emdlsiyon pclimerizasyonu
yontemine gore iretimi bilinmektedir (bkz. Houben-Weyl, Organik Kimya Metotlar[JCilt XIV,
Makro molekller Maddeler, loc. cit., Sayfa 133ff).

Latekslerin Uretimine ait emiilsiyon polimerizasyonunda iyonik ve/veya iyonik olmayan
emiilgatorler ve/veya koruyucu kolloidler ya da stabilizatorler solr] bélgeleri aktif bilesikler
olarak kullanlhaktad(r] Shlrl bolgeleri aktif madde genellikle polimerize edilen monomerler
bazlnda ag[rlk cinsinden %0,1 ila 10 arasida, &zellikle agdlk cinsinden %0,2 ila 3 arasiida
miktarlarda kullanIE]

Kullanl@n emiilgatdrier 6rn. Na-n-lauril silfat gibi yuksek yag alkolu siilfatlarinlnl amonyum
veya alkali metal tuzlar[dyad alkoli fosfatlar(] etoksile edilmis 3 ile 30 araslbda bir
etoksilasyon derecesine sahip Cs- ila Cyp- arasta alkil fenoller ve de etoksile edilmis 5 ile 50
arasitla bir etoksilasyon derecesine sahip Cs- ila Cys- arashda yad alkolleridir. Iyonik
olmayan ve iyonik olan emilgatorlerin karlslmlarCda distnilebilir. Ayrich fosfat gruplarl¥eya
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sulfat gruplarCicerikli, etoksile ve/veya propoksile edilmis alkil fenolleri ve/veya yag alkolleri
uygundur. Bunun dlsindaki uygun emudilgatorler Houben-Weyl, Organik Kimya Metotlar[dCilt
XIV, Makro molekiiler Maddeler, , Georg Thieme Yaylevi, Stuttgart, 1961 Sayfa 192 -209

arasinda listelenmistir.

Latekslerin Uretimine ait emdllsiyon polimerizasyonu icin suda ¢ozlnur baslaticldr o6rn.
peroksit sulfurik asitin amonyum ve alkali metal tuzlar.drn. sodyum peroksosilfat, hidrojen
peroksit veya organik peroksitler orn. tert bdtil hidro peroksittir. Redoks oksidasyonu

{Red-Ox) baslaticISistemleri denilen sistemler de uygundur.

BaslatlclIdrial miktarClgenellikle polimerize edilecek monomerler bazlda agldkl cinsinden
%0,1 ile 10 araslnda, tercihen aglrlklcinsinden %0,5 ile 5 arasioda bir degerdedir. Emiilsiyon
polimerizasyonunda bir ¢ok farklbaslatlcldia kullanim alanbulabilmektedir.

Emiilsiyon polimerizasyonunda &rn. polimerize edilecek monomerlerin aglKl cinsinden 100
miktar[bazlda ag[dlkl cinsinden O ile 3 arasinda molekiler ag@Inl azaltIhashlkadlayan
diizenleyiciler kullan@Bbilir. Orn. tert-biitil merkaptan, tiyo glikolik asit etil akril ester,
merkapto etinol, merkapto propil trimetoksi silan veya tert-dodesil merkaptan gibi bir tiyol
grubuna sahip veya tiyol grubu olmayan dlzenleyicilere sahip bilesikler, &zellikle terpinoller

uygundur.

Latekslerin retimine ait emulsiyon polimerizasyonu genellikle 30 ila 130°C arasda, tercihen
50 ila 100°C araslnka gerceklesmektedir. Polimerizasyon akiskan[hem sadece sudan hem de
su ve metanol gibi bununla karlshbilen siEr(0 karsImlaribdan da olusabilir. Tercihen sadece
su kullanlhaktadlcl Emiilsiyon polimerizasyonu hem toplu islem hem de kademe modu veya
gradyan modu dahil besleme islemi seklinde gergeklegtirilebilir. Polimerizasyon baglang(c]
malzemesinin bir bélimadnin eklendidi, polimerizasyon slcaklgink SEIAGI Ipolimerize edildigi
ve daha sonra polimerizasyon baslang(cl malzemesinin geri kalanln, genellikle bir veya bir
cogunun monomerleri saf veya emiilsifiye sekilde icerdidi cok saylda hacimsel olarak ayr(is]
besleme hatlarClizerinden kesintisiz olarak, kademeli olarak veya polimerizasyon bdlgesinin
polimerizasyonunu koruyarak konsantrasyon gradyanmlnl siper pozisyonu ile besleyen
besleme yéntemi tercih edilmektedir. Polimerizasyonda 6rn. tanecik biyukliginin daha iyi

ayarlanmasliim polimer tohumu da eklenebilir.

Icinde baslat@Ininl radikal sulu emiilsiyon polimerizasyonu esnasifa polimerizasyon kabla
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katlEl sekli ortalama uzman kisi tarafiodan bilinir. Hem polimerizasyon kabOigine tamamen
katldbilir hem de tliketim miktarlnb gore radikal sulu emllsiyon polimerizasyonu esnas(bda
kesintisiz veya kademeli olarak eklenebilir. Detay olarak bu baslanglcl sisteminin kimyasal
yapsloh hem de polimerizasyon slchkl@ink bagldirl Tercihen bir kishm[katllF] ve kalan(J
polimerizasyon bdlgesinin tiiketim miktarmb gdre beslenir.

Artlkl monomerlerin ayristiithas(] genellikle esas emilsiyon polimerizasychunun sona
ermesinden sonra da, yani monomerlerin en az %95'inin dénlsiminden sonra baglaticllar

eklenebilir.

Bireysel bilesenler besleme yonteminde reaktére yukarldian, kenardan veya asagldian reaktér

tabandan eklenebilir.

Kopolimerizasyonun sonunda lateks iginde bulunan asit gruplarClyine de en az klsinen
notralize edilebilir. Bu alkali metallerin veya toprak alkali metallerin oksitleri, hidroksitleri,
karbonatlaryeya bikarbonatlar(le, tercihen 6rn. Li*, Na*, K*, Cs*, Mg?*, Ca’* veya Ba** gibi
belirli bir veya bir cok karsOyonun baglantlIolabilecedi hidroksitler ile gerceklesebilmektedir.
Ayrlch ndtralizasyon igin amonyak veya aminler uygundur. Tercih edilenler sulu amonyum
hidroksit, sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit ¢dzeltileridir.

Emuiilsiyon polimerizasyonunda latekslerin sulu dispersiyonlarCgenellikle %15 ile 75 arashda,

tercihen %440 ile 75 arasta kat[hadde igeridi igerirler.

Latekslerin partikil blylklidad tercihen 10 ila 1000 nm arall@inda, 6zellikle tercihen 50 ila 300
nm arallglndadcl(bir Malvern® Autosizer 2 C ile 6lglldi)

Ince taneli dolgu maddelerinin bulusa gére sulu bulamaclarCbir dolgu maddesi bulamachil
en az bir anyonik kafes ve en az bir bozunmus nisasta igeren sulu bir dispersiyonu ile isleme
tabi tutulmasUle elde edilir. Daha dnce aclkland@Lgibi bozunmus nisastalar 1 000 ile 65 000
arasta ortalama bir molekiiler adiga (Mw) sahiptir. Bozunmus nisastalar@ ortalama bir
molekiller agKlarC{Mw) uzman kisi taraflodan bilinen metotlar ile, orn. bir ¢ok aglIsKl
sac [l CHetektorinin kullan@Ole jel gegirgenlik kromatografisi vasfaslile kolaylkla tespit

edilebilir.

Bu tlrli bir nisastay[klde etmek icin her cesit nisasta tiirlerinden, drn. dodal, anyonik,
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katyonik veya amfoterik nisastadan faydalan@3bilir. Nisasta 6rnedin; patateslerden, mEldian,
buddaydan, piringten, tapyokadan, sorgumdan elde edilebilir veya mumlu mislflnisastas[Yeya
mumilu patates nisastas[gibi ag[dkl cinsinden >%80, tercihen >%95 bir amilopektin igerigine
sahip olan mumlu nisastalar s6z konusudur. Nisastalar anyonik ve/veya katyonik maodifiye
edilmis, esterlenmis, eterlenmis ve/veya capraz badlantllolabilirler. Katyonize nisastalar

tercih edilmektedir.

Nisastalariml molekiler agiklar({Mw) zaten 1 000 ile 65 000 aralldinda bulunmuyorsa bir
molekiler agMk bozulmash maruz kalldar. Molekiler adlrlkl bozulmasbksitatif, termal,
asitolitik veya enzimatik yap@3bilir. Bir nisastanidl enzimatik ve/veya oksitatif olarak
bozundudu bir igslem tercih edilir. Bozunmus nisastannl molekiiler kiitlesi (Mw) tercihen 2 500
ila 35 000 aral@nda bulunur.

Anyonik veya katyonik nisastalar@l kullanmCdzellikle tercih edilmektedir. Bu tlrlli nisastalar
bilinmektedir. Anyonik nisastalara, 6rnegin dodal nisastalar oksidasyonu ile erisilebilir.
Katyonik nisastalar 6rnegdin dogal nisastanil 2,3 epoksi propil trimetil amonyum klorir gibi en
az bir katernize maddenin donisimd ile CGretilir. Katyonize edilmis nisastalar dérdiincdl

amonyum gruplarCierirler.

ikame edilmis nisasta icindeki katyonik veya anyonik gruplar@ payCdkame derecesinin (DS)
yardmle verilmektedir. Ornegin 0,005 ila 1,0 arasiida, tercihen 0,01 ila 0,4 arasiiba bir
dederdedir.

Bozunmus tek bir nisasta veya iki veya bir ¢ok bozunmus nisastadan karlsimlar da
kullanlabilir.

Ozellikle tercih edilen bir sekilde bozunmus nisasta olarak maltodekstrinler kullanE] Mevcut
bulus cercevesinde maltodekstrinler nisastanlnl enzimatik bozunmaslile elde edilen glikoz

Unitelerinden olusan ve bir dekstroz esdegerine sahip olan suda ¢oziinen karbon hidratlard[cl

Ince taneli dolgu maddesinin bulusa gore sulu bulamaglarl Gretimi icin kullanl@n en az
anyonik bir lateks ve en az bozunmus bir nisasta iceren sulu dispersiyonlar farklekillerde
iretilebilirler. Ornedin bozunmus nisasta kat[dlabilir veya su icinde céziinmiis olarak anyonik
bir lateksin sulu bir dispersiyonunun igine uygulanabilir ve kartrIdbilir. Alternatif olarak

emiilsiyon polimerizasyonu anyonik kafesin dretimi icin bozunmus nisastaninl varlidinda da
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gercgeklesebilir,

En az anyonik bir lateks ve en az bozunmus bir nisasta iceren sulu dispersiyonlar bulusa gore
ince taneli dolgu maddelerinin islenmesinde kullanlhaktadrl Dolgu maddeleri olarak
genellikle kadfl endistrisinde kullanidbilen inorganik malzemelerden tiim pigmentler
giindeme gelir, 6rn. ogutllmas kireg (GCC), tebesir, mermer veya ¢oktlrGlmis kalsiyum
karbonat (PCC) formunda kullan3@bilen kalsiyum karbonat ve talk, kaolin, bentonit, saten
beyaz, kalsiyum siilfat, baryum siilfat veya titanyum dioksit giindeme gelir. iki veya daha
fazla pigmentten olusan karigimlar kullan@3bilir, bununla birlikte tercihen tek pigment
kullanhaktad[t] Ortalama parcaclkl capCbrnedin 0,5 ila 30 pm arali@nda, tercihen 1 ile 10
um arasda bulunmaktad[tl

Mevcut bulusun diger bir konusu ince taneli dolgu maddelerinin sulu bulamachlnl Gretimi igin

bir ydntemdir

Dolgu maddeleri érnegin su igine konularak sulu bir bulamag haline getirilirler. Coktirllmus
kalsiyum karbonat genellikle dispersiyon maddelerinin yoklugunda su icinde bulamag haline
getirilir. Diger dolgu maddelerinin sulu bulamaclarfliiretmek icin genel olarak anyonik bir
dispersiyon maddesi, orn. 1 000 ila 40 000 arasibbda bir molekiiler kitleye (Mw) sahip
poliakrilik kullan[f] Anyonik bir dispersiyon maddesi kullanlF$a, 0 zaman sulu dolgu maddesi
bulamaglar@lfl Gretimi icin bundan érnedin agFlKl cinsinden %0,01 ila 0,5 arasda, tercihen
agdK cinsinden %0,2 ila 0,3 arasida bir miktar kullanlf] Anyonik disperje maddelerinin
varllginda su icinde disperje edilen ince taneli dolgu maddeleri anyoniktir. Sulu bulamaclar

ozellikle tercihen aglrlklcinsinden en az %10 ila 40 aras(bir dolgu maddesi igerirler.

Ince taneli dolgu maddesinin bulusa gdre sulu bulamaclarBAl Gretimi icin gerektiginde
anyonik disperje edilmis ince taneli dolgu maddelerinin sulu bulamaclarblCeén azhdan anyonik
bir lateks ve en az bozunmus bir nisasta igeren bir sulu dispersiyon ile isleme sokarlar.
Ornegdin en az ince taneli bir dolgu maddesinin agK cinsinden %1 ila 70 arasbdaki
miktarmlCiceren sulu bir bulamacl icine dolgu maddesi bazlnda sulu dispersiyonun kat]
madde miktar[olarak en az anyonik bir lateksi ve en az bozunmus bir nisastayliceren sulu bir
dispersiyonun ag[rlk cinsinden %0,01 ila 10 arasihdaki bir miktarCilave edilir veya ince taneli
bir dolgu maddesinin sulu bulamacl&n az anyonik bir lateksi ve en az bozunmus bir nisastay]
iceren sulu bir dispersiyonunun igine verilir ve bilesenler birbiriyle karstirliE] AynC3ekilde ince
taneli bir dolgu maddesinin katChir sekilde en az anyonik bir lateksi ve en az bozunmus bir
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nisastayCiceren sulu bir dispersiyonunun icine sokulmasCmiimkiindiir. Ince taneli dolgu
maddelerinin en az anyonik bir lateksi ve en az bozunmus bir nisastay[dceren sulu bir
dispersiyon ile isleme tabi tutulmasCkesintisiz veya kesintili olarak gerceklestirilebilir. Ince
taneli dolgu maddelerinin anyonik lateksler ve bozunmus bir nigastalar ile bir araya
getirilmesinde dolgu maddeleri en az kiSimen anyonik kafesler ile kaplantlveya emprenye
edilir. Bilesenlerin karStitIthasJornedin bir kesme alanlida gergeklesebilir. Codgunlukla
bilesenlerin bir araya getirilmesinden sonra karlstcIthas[Veya bir ultra turraks cihazlnl bir
kesme alanlnda iglem gérmesi yeterlidir. Sulu bulamaglar(l bilesenlerinin bir araya getirilmesi
ve karGtimasCbrnedin 0 ila 95°C, tercihen 10 ila 70°C sichklK aralldinda gerceklesebilir.
Cogunlukla bilesenler ilgili oda sichklidinda 40°C bir sicaklida kadar kar(stEIE] Anyonik
kafesler ile islem goéren dolgu maddelerinin sulu bulamaglarinll pH degeri 5 ila 11 arasbda,
tercihen 6 ila 9 araslda bir dederdedir, burada kalsiyum karbonat igeren bulamaglarinl pH

dederi tercihen 6,5'tan fazladll

Ince taneli dolgu maddelerinin bulusa gére sulu bulamaglar@lnl en az anyonik bir lateksi ve
en az bozunmus bir nisastayliceren sulu bir dispersiyonun ile islem gdrerek dretilmesi genel
olarak oda slchklginda gerceklesir. Bununla birlikte bazCHurumlarda islemi beslenmesi
ile gerceklestirilmesi avantajdEl Ornedin ince taneli dolgu maddelerinin sulu bulamacCen az
anyonik bir lateksi ve en az bozunmus bir nisastayliceren sulu dispersiyonun katlasC]
esnasloda en az 40°C'ye, tercihen en az 45°C'ye ve dzellikle tercihen en az 50°C'ye IEI3bilir
{(her biri atmosfer bashcda). Ayrlch ince taneli dolgu maddelerinin sulu bulamachnl en
azlodan bir anyonik lateks ve en azindan bir bozunmus nisasta iceren sulu dispersiyonun
eklenmesinin oncesinde 40°C'ye, tercihen en az 45°C'ye ve dzellikle tercihen en az 50°C'ye
kadar olan bir schklgh EEIhasIher biri atmosfer bascbda) mimkiin olmaktadEl ince
taneli dolgu maddelerinin sulu bulamachlnl SElImasCaktif bir Skina iglemi ile, yani enerjinin
verilmesi ile gergeklegebilir, ancak dolgu maddesi bulmachlil serbest kalan reaksiyon sIchkIGI]
ile de gerceklesebilir. Alternatif olarak ince taneli dolgu maddelerinin bulamacllnl en az
anyenik bir lateksi ve en az bozunmusg bir nisastaylieren sulu dispersiyon ile islem gérmesi
de oda slchkldinda gerceklesebilir, burada buluga gore sulu bulamaglarinl en az 40°C'ye,
tercihen en az 45°C'ye ve ozellikle tercihen en az 50°C'ye [ElIthasCI(her biri atmosfer
baslbcbka) gerceklesir. Ayn[kekilde en az 40°C'ye, tercihen en az 45°C'ye ve Ozellikle
tercihen en az 50°C'ye EHIh(E](her biri atmosfer basnkida) en az anyonik bir lateksi ve en
az bozunmus bir nisastayOliceren dispersiyonun ince taneli dolgu maddelerinin oda
sichki@nda veya BEIME sulu bir bulamachinl icine katlhasOdda mimkiinddr. Ilgili
bilesenlerin EElIhashda sulu bulamachl veya sulu dispersiyonun kaynama slcakl§L{atmosfer
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baskda)} dogdal olarak aslfamaldic]

Ozellikle ¢cokeltilmis kalsiyum karbonat(l dispersiyon maddeleri igermeyen ve pargalRalsiyum
karbonattan veya mermerden 1 000 ila 15 000 arasinda molekiler kitleye sahip poli akrilik
asitler gibi anyonik polimerik dispersivon maddelerinin varlidinda ogitiilerek elde edilen

ogltilmis kalsiyum karbonattan Gretilmis sulu bulamaclar tercih edilir.

Bulusun diger bir konusu sulu bulamaglaril dolgu madde icerikli kag(dinl, dolgu madde igerikli
kartonun veya dolgu madde igerikli mukavvanil kagf maddesinin siIsInil bosaltlhasClle
tretiimesinde kagfimaddesine katk[naddesi clarak kullanltas(dlr]

Bulusa gore anyonik bir lateks ve bozunmus bir nigasta ile islem gdren sulu pigment
bulamaglar(Xiim dolgu madde igerikli kagi kalitelerinin, érnedin gazete basm(1SC kaddO
{sliper perdahl(kag]}, ahsap icermeyen veya ahsap igerikli yazObe bask[kad EarTiretimi igin
kullan@3bilir. Bu tirli kagar@l Gretimi icin drnedin ana hammadde bilegenleri olarak odun
hamuru, termo-mekanik kag®hamuru (TMP), kemo-termo-mekanik kagElhamuru (CTMP),
bashklCbdun hamuru (PGW) ve siilfit ve sllfat hamuru kullanlhaktadE] Bulusa gére sulu
bulamaglar@l kullanm3ayesinde kaddnl dolgu maddesi igeridi hemen hemen hig dedismemis
dayanKI[Kl 6zelliklerinde &nemli derecede artabilir. Bu tirlli kadflar disik katOmadde
icerigine sahip geleneksel kadhr ile karsI@stiIdbilecek dayanKlIIK Szelliklerine sahiptir.

Ince taneli dolgu maddelerinin bulusa gére sulu bulamackag®liiretiminde kagfhamurunun
bitiniin olusturmak icin elyaf maddeye karGtarak kat@E Islem goren dolgu maddelerinin
ve elyaf maddelerinin yanlda malzemenin biitiini daha baska geleneksel kagfl katkIdrd
icerebilir. Buna 6rnegin alkil keten dimerleri {AKD), alkenil siiksinik anhidritler (ASA), regine
tutkal[J€lak katCiaddeler, sentetik polimerler bazlTkatyonik veya anyonik tutma maddeleri
dahildir. Tutma maddeleri olarak érnedin anyonik mikro partikdller (kolloidal silika, bentonit),
anyonik poli akril amidler, katyonik poli akril amidler, katyonik nisasta, katyonik poli etilen
imin veya katyonik poli vinil amin glindeme gelir. Bunun dihda bunun Dbelitli
kombinasyonlarCda érnegdin anyonik bir mikro partikiile sahip katyonik bir polimerden veya
katyonik bir mikro partikiile sahip anyonik bir polimerden olusan ciftli sistemler dustinulebilir.
Yiiksek bir dolgu maddesi tutunmasm@lsaglamak icin 6rnegin kall maddeye, ama ayn[(d
zamanda ince maddeye eklenebilecek bu tirlii tutucu maddelerin eklenmesi tavsiye

edilmektedir.

15



10

15

20

25

30

35

Bulus asagldh shlrlaycldlmayan orneklerle daha ayrkMdlarak agklanacaktlcl

Ornekler

Orneklerdeki yiizde verileri aksi belirtilmedidi siirece a§HlKyiizdesi cinsindedir.

Polimer 1

Ankraj karBtEcllile donatlmisl 41- perdahlCkap icine 411,6 g demineralize su, 14,6 ¢
polistiren tohumu (katChadde igeridi %33, ortalama tanecik biy(ikligd 29 nm) ve 1,4 g
dodesil fenoksi benzen disiilfonik asitin sodyum tuzunun agkl cinsinden %45'lik bir ¢ozeltisi
{Dowfax® 2A1, Dow Chemicals) ve de 15,4 g sodyum peroks disiifat agK cinsinden %7'lik
bir ¢ozeltisi konuldu. Dizenlenmis harici bir yad banyosu vasfdsOile reaksiyon kabO
kartirE@rak 93°C'ye GEIAISkKhkIa ulagldktan sonra 534,4 g demineralize sudan, 22,4 g
sodyum lauril silfat ag[kl cinsinden %15'lik bir ¢dzeltiden (Disponil® SDS 15, Cognis), 8 g
dodesil fenoksi benzen disllfonik asitin sodyum tuzunun aglKl cinsinden %45'lik bir
cozeltisinden (Dowfax® 2A1, Dow Chemicals), 12 g sodyum hidroksitin agEl{n %10'uk
cozeltisinden, 35 g akrilik asitten, 168 g stirenden, 829 g n-biitil akrilattan ve 168 g akril
nitrilden olusan daha 6nce hazldanmglmonomer emiilsiyon homojen olarak 2 saat 45 dakika
dozajland[J Buna paralel olarak sodyum peroksisiilfatiD ag Ikl cinsinden %7 oranlnda 49,7
g'lKl bir miktarCeklenmistir. Kargim, sichkl@lnl sabit tutulmasCile 45 dakika daha karsticdd(]
Daha sonra 93,6 g sodyum hidroksitin ag[rlK cinsinden %10'luk bir ¢ozeltisi eklendi ve
reaksiyon icerigi 60°C'ye sofutuldu. Daha sonra paralel olarak a) 24 g tert-butil
hidroperoksitin agtlkl cinsinden %10'luk bir ¢cozeltisinden ve b) 2,67 g sodyum disiilfitten ve
1,62 g asetondan olusan 33 g ek lriinl iceren ag kKl cinsinden %13'liik ¢ozeltiden olusan iki

besleme 30 dakika boyunca dozajland[OReaktor icerigi oda sicaklding sodutuldu.

AGIK cinsinden %51 oranlida bir katChnaddeye sahip pratik olarak phtIl@smayan polimer
dispersiyonu elde edildi. Polimer DSC vasfasClle olgllen +5°C bir cam gegis slchklGlnk
sahipti.

810 g demineralize suyun ilave edilmesi ile katCinadde icerigi agIdik cinsinden %30'a distu.

Daha sonra 404 g maltodekstrinin agdiklcinsinden %30'luk bir ¢ozeltisi {Cargill firmas[IMD®
09015) ile kar(stirld(]
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Elde edilen karBImh ag MK cinsinden %30 bir katCnadde iceridine ve 6,5 bir pH dederine
sahipti.

Polimer 2

Polimer 2 polimer 1'e benzer sekilde uretildi, bununla birlikte karlsImda maltodekstrinin.

{Cerestar firmas[Nisasta 019 S1) agiklcinsinden %30 seyreltilmis bir gozeltisi kullanld[]

Polimer 3

Ankraj kartkcllile donatlh(s] 41- perdahllkap icine 411,6 g demineralize su, 14,6 g
polistiren tohumu (katClhmadde iceridi %33, ortalama tanecik blyUklGgd 29 nm) ve 1,4 g
dodesil fenoksi benzen distilfonik asitin sodyum tuzunun ad ik cinsinden %45'lik bir ¢dzeltisi
{Dowfax® 2A1, Dow Chemicals) ve de 15,4 g sodyum peroks disiifat agFlK cinsinden %7'lik
bir g¢bzeltisi konuldu. Dizenlenmis harici bir yag banyosu vasfdsOlile reaksiyon kab(d
karBtildrak 93°C'ye SEIAISkERkKIGh ulasldktan sonra 534,4 g demineralize sudan, 22,4 g
sodyum lauril siilfat agElk cinsinden %15'lik bir ¢dzeltiden (Disponil® SDS 15, Cognis), 8 g
dodesil fenoksi benzen distlfonik asitin sodyum tuzunun agllk cinsinden %45'lik bir
¢ozeltisinden (Dowfax® 2A1, Dow Chemicals), 12 g sodyum hidroksitin agil@nl %10'luk
¢Ozeltisinden, 36 g akrilik asitten, 60 g stirenden, 1044 g n-bitil akrilattan ve 60 g akril
nitrilden olusan daha 6nce hazldanm(gl monomer emiilsiyon homojen olarak 2 saat boyunca
dozajlandldBuna paralel olarak sodyum peroksisiilfatil aglk cinsinden %7 oranhda 49,8
g'1Kl bir miktarCéklendi. Karlsm, sichkl@Inl sabit tutulmasCile 45 dakika daha karlstlld [1Daha
sonra 93,6 g sodyum hidroksitin agldkl cinsinden %10'luk bir ¢ozeltisi eklendi ve reaksiyon
icerigi 60°C'ye sogutuldu. Daha sonra paralel olarak a) 24 g tert-biitil hidroperoksitin ag[dik]
cinsinden %10'luk bir ¢dzeltisinden ve b) 2,67 g sodyum disilfitten ve 1,62 g asetondan
olusan 33 g ek drind iceren agllkl cinsinden %13'lik c¢ozeltiden olusan iki besleme
dozajland [JReaktor icerigi oda slchklGina sogutuldu.

AGIHK cinsinden %50 oranida bir katChnaddeye sahip pratik olarak pBEtI@smayan polimer
dispersiyonu elde edildi. Polimer DSC vasasCile olgiilen -25°C bir cam gegis sicaklging
sahipti.

810 g demineralize suyun ilave edilmesi ile katCinadde igerigi ag[dlkl cinsinden %30'a diistii.
Daha sonra 404 g maltodekstrinin ag[rKkl cinsinden %30'luk bir ¢ozeltisi (Cargill firmasCMD®
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09015) ile kar(std ]

Elde edilen karlsimh ag[Kl cinsinden %30 bir katCmadde igerigine ve 6,4 bir pH degerine
sahipti.

Polimer 4

Ankraj karlstirkclile donatlithls! 41- perdahlUkap igine 340,8 g demineralize su, 14,6 g
polistiren tohumu (katChadde igeridi %33, ortalama tanecik blyiikligd 29 nm) ve 1,4 g
dodesil fenoksi benzen distilfonik asitin sodyum tuzunun ag[K cinsinden %45'lik bir ¢ozeltisi
{Dowfax® 2A1, Dow Chemicals) ve de 15,4 g sodyum peroks disiilfat ag [kl cinsinden %7'lik
bir ¢ozeltisi konuldu. Dizenlenmis harici bir yag banyosu vasfsOlile reaksiyon kab[d
karGtlcldrak 93°C'ye GEIdSIchkIGh ulasldtan sonra 483,6 g demineralize sudan, 22,4 g
sodyum lauril siilfat ag[flKl cinsinden %15'lik bir gézeltiden (Disponil® SDS 15, Cognis), 8 ¢
dodesil fenoksi benzen disiilfonik asitin sodyum tuzunun aglk cinsinden %@45'lik bir
cbzeltisinden (Dowfax® 2A1, Dow Chemicals), 12 g sodyum hidroksitin agl@n %10'luk
¢dzeltisinden, 12 g son olarak fosforik asit ile esterlenmis oligo propilen oksite (Sipomer®
PAM 200: CH,=C{CH;)-COO-(CH,CH(CH3)Q)s-10-P(O)(OH),, Rhodia) sahip bir metakrilik asit
esterden, 24 g akrilik asitten, 168 g stirenden, 828 g n-biitil akrilattan ve 168 g akril nitrilden
olusan daha o6nce hazllenmlsl monomer emilsiyon homojen olarak 2 saat 45 dakika
dozajland[JBuna paralel olarak sodyum peroks disilfatinl %4'lik bir cézeltisinden 87 g ilave
edildi. Kar5Im, sichkl@nl sabit tutulmasCile 45 dakika daha karGtrId[JDaha sonra 62,4 g
sodyum hidroksitin ag[fdkl cinsinden %10'luk bir ¢tzeltisi eklendi ve reaksiyon icerigi 60°C'ye
sogutuldu. Daha sonra paralel olarak a) 80 g tert-bitil hidro peroksitin agmlkl cinsinden
%3'liik bir ¢dzeltisinden ve b) 2,67 g sodyum disiilfitten ve 1,62 g asetondan olusan ek
Uriind igeren aglrlkl cinsinden %13'liik ¢dzeltinin 33 g'Mla sahip 53,4 g demineralize sudan
olusan iki besleme 30 dakika boyunca dozajland[Reaktor igerigi oda slcakl@lnk sogutuldu.

Ag[Kl cinsinden %50 oranlda bir katChaddeye sahip pratik olarak phkldsmayan polimer
dispersiyonu elde edildi. Polimer DSC vasEasOlle Olglilen +4°C bir cam gegis sichklGInk
sahipti.

810 g demineralize suyun ilave edilmesi ile katCinadde icerigi agldikl cinsinden %30'a diisti.
Daha sonra 404 g maltodekstrinin ag ikl cinsinden %30'luk bir gbzeltisi {(Cargill firmas[IMD®
09015) ile kar(stirId(]
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Elde edilen karsIm ag[dlkl cinsinden %30 bir katCinadde iceridine ve 6,5 bir pH degerine ve
dinamik Elklsaclm[le (Malvern HPPS) dlgiilmas 137 nm pargacklbilylkliigiine sahipti.

Polimer 5

Ankraj karlstclcllile donatlhls] 41- perdahlCkap icine 1064,6 g demineralize su, 7,2 ¢
polistiren tohumu (katCimadde iceridi %33, ortalama tanecik bly{klGgld 29 nm) ve 0,6 g
dodesil fenoksi benzen distilfonik asitin sodyum tuzunun agdKl cinsinden %45'lik bir ¢dzeltisi
{Dowfax® 2A1, Dow Chemicals) ve 240,0 g maltodekstrin {Cargill firmas[JMD® 09015) ve
de 7,8 g sodyum peroks disilfat ag(dkl cinsinden %?7'lik bir gdzeltisi konuldu. Diizenlenmis
harici bir yag banyosu vasfasUlile reaksiyon kabOkarktil@rak 93°C'ye [SEId[] Sichklga
ulasldktan scnra 267,2 g demineralize sudan, 11,2 g sodyum lauril silfat agHIK cinsinden
%15'lik bir ¢ozeltiden (Disponil® SDS 15, Cognis), 4 g dodesil fenoksi benzen disilfonik
asitin sodyum tuzunun agldkl cinsinden %45'lik bir ¢ozeltisinden (Dowfax® 2A1, Dow
Chemicals), 6 g sodyum hidroksitin agdi@Inl %10'luk ¢ézeltisinden, 18 g akrilik asitten, 84 g
stirenden, 414 g n-biitil akrilattan ve 84 g akril nitrilden olusan daha 6nce hazldanmls]
monomer emiilsiyon homojen olarak 2 saat boyunca dozajland[JBuna paralel olarak 2,5 saat
boyunca sodyum peroks disilfatil %2,5lik bir ¢ozeltisinden 34,8 g ilave edildi. Karlsim,
slchkl[GInl sabit tutulmasOle 45 dakika daha karGtld[Daha sonra 46,8 g sodyum hidroksitin
agk cinsinden %10'luk bir gozeltisi eklendi ve reaksiyon igerigi 60°C'ye sogutuldu. Daha
sonra paralel olarak a) 30 g tert-biitil hidroperoksitin ag[flk cinsinden %?2'lik bir ¢dzeltisinden
ve b) 2,67 g sodyum disiilfitten ve 1,62 g asetondan olusan ek Griini iceren ag [kl cinsinden
%13'lik ¢dzeltinin 16,4 g'lnl sahip 55,6 g demineralize sudan olusan iki besleme 30 dakika
boyunca dozajlandReaktor iceridi oda sichkllnb sogutuldu.

AgIKl cinsinden %29,3 oranbda bir kat[inaddeye ve 6,1 bir pH dederine sahip pratik olarak
phtldsmayan polimer dispersiyonu elde edildi. Polimer DSC vasiaslie olgllen +5°C bir cam
gecis slcakldnk sahipti. Dinamik 5K sacll e (Malvern HPPS) &lclilmis parcackl buyGkligii
149 nm idi

Kars@stlrina polimeri 1

Ankraj karlgtlclclle donatlmisl4l- perdahlkap igine 411,7 g demineralize su, 14,5 g polistiren
tohumu (katComadde igerigi %33, ortalama tanecik blyikligli 29 nm) ve 1,4 g dodesil
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fenoksi benzen disilfonik asitin sodyum tuzunun agMlk cinsinden %45'lik bir ¢ozeltisi
{Dowfax® 2A1, Dow Chemicals) ve 15,4 g sodyum peroks disiilfat adlkl cinsinden %?7'lik bir
gozeltisi konuldu. Dizenlenmis harici bir yag banyosu vasfs(ile reaksiyon kab[kar(strIarak
93°C'yve SEIdLISIcBKkIGh ulasldktan sonra 534,2 g demineralize sudan, 22,4 g sodyum lauril
sulfat ag [kl cinsinden %15'lik bir ¢ozeltiden (Disponil® SDS 15, Cognis), 8 g dodesil fenoksi
benzen disilfonik asitin sodyum tuzunun ag Kl cinsinden %45'lik bir ¢ozeltisinden (Dowfax®
2A1, Dow Chemicals), 12 g sodyum hidroksitin agdi@nl %10'luk c¢ozeltisinden, 36 g akrilik
asitten, 60 g stirenden, 1044 g n-bdtil akrilattan ve 60 g akril nitrilden olusan daha Gnce
hazltlanmIigl monomer emilsiyon homojen olarak 2 saat boyunca dozajlandlJBuna paralel
olarak sodyum peroks disllfathl ajfkca %7’lik bir gozeltisinden 49,7 g ilave edildi. Karlsim,
slchkl@Inl sabit tutulmaslile 45 dakika daha karlstirId[(dDaha sonra 93,6 g sodyum hidroksitin
agdkl cinsinden %10'luk bir ¢tzeltisi eklendi ve reaksiyon icerigi 60°C'ye sogutuldu. Daha
sonra paralel olarak a) 24 g tert-bitil hidroperoksitin agMdK cinsinden %10'luk bir
gozeltisinden ve b) 2,67 g sodyum dislilfitten ve 1,62 g asetondan olugan ek rind iceren
agdk cinsinden %13'liik gbzeltinin 33 g'lnb sahip ¢odzeltiden olusan iki besleme 30 dakika
boyunca dozajland[JReaktor icerigi oda sichklding sodutuldu.

AJIK cinsinden %50,2 oranbda bir katClnaddeye, 7,5 bir pH dederine ve dinamik EIK
sacldile (Malvern HPPS) &lglilmis 172 nm parcackl biyikligine sahip pratik olarak
phtldsmayan polimer dispersiyonu elde edildi. Polimer DSC vasliaslile dlgllen -25°C bir cam
gecis slchklldink sahipti.

Ornek 1 (Kars@stina érnedi)

Cokeltilmis kalsiyum karbonatnl (PCC) ag[tlkl cinsinden %20'lik 150 g bir bulamachb &nce
polimer 1'in ag Kl cinsinden %30'luk dispersiyonundan 3 g oda slchkldinkda yavas bir sekilde
kartrldrak ilave edildi. Ekleme iglemi esnasinda ve daha sonra karlglm bir Heiltof
karlstciclninl yardmiClle dakikada 1000 devirde (UpM) karGtirId[KarSImmD pH degeri 8,5'e
ayarland(J

Ornek 2 (Kars[@stlina 6rnedi)

Cokeltilmis kalsiyum karbonatil (PCC) ag[lkl cinsinden %20'lik 150 g bir bulamacihi &nce
polimer 2'nin agK cinsinden %30'luk dispersiyonundan 3 g oda slcakl§inda yavas bir
sekilde karlstirldrak ilave edildi. Ekleme islemi esnaslhda ve daha sonra karlsim bir Heiltof
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karStrkcnlnl yardmOle dakikada 1000 devirde (UpM) karStcId OKarSIm @ pH dederi 8,5'e
ayarland(]

Ornek 3 (Kars[@stltna érnegi)

Cokeltilmis kalsiyum karbonatm (PCC) ag[lKl cinsinden %20'lik 150 g bir bulamachl 6nce
polimer 3'Gin aglk cinsinden %30'luk dispersiyonundan 3 g oda slkchklginda yavas bir
sekilde karltl@rak ilave edildi. Ekleme islemi esnasibda ve daha sonra karlglm bir Heiltof
karStricIninl yardmOle dakikada 1000 devirde (UpM) karStrlid(OKarSimnl pH dederi 8,5'e
ayarland(]

Ornek 4 (Kars@@stkina 6rnegi)

Cokeltilmis kalsiyum karbonatml (PCC) ag[flKl cinsinden %20'lik 150 g bir bulamachl &nce
polimer 4'lin agllkl cinsinden %30'luk dispersiyonundan 3 g oda skchkl@lnda yavas bir
sekilde karlstrIdrak ilave edildi. Ekleme islemi esnasinlda ve daha sonra karlsim bir Heiltof
karGtricnlnl yardmCle dakikada 1000 devirde (UpM) karGtcld OKarSImm pH dederi 8,5'e
ayarland(]

Ornek 5 (Kars@stEina érnegi)

Cokeltilmis kalsiyum karbonatml (PCC) ag[rlKl cinsinden %20'lik 150 g bir bulamachl &nce
polimer 5'in ad[dklcinsinden %30'luk dispersiyonundan 3 g oda slcakl@lnda yavas bir sekilde
kartldrak ilave edildi. Ekleme islemi esnasbda ve daha sonra karlsImh bir Heiltof
kartiricinlnl yardimCle dakikada 1000 devirde (UpM) kar(strid(JKarSImnl pH dederi 8,5'e
ayarland(]

Karsl3stlina ornegi (VB) 1

Cokeltilmis kalsiyum karbonatm (PCC) ag[lKl cinsinden %20'lik 150 g bir bulamachl &6nce
karsl@stina polimeri 1'in adldlkl cinsinden %30'luk dispersiyonundan 3 g oda sichkldInda
yavag bir sekilde karlsticIdrak ilave edildi. Ekleme islemi esnasinda ve daha sonra karslm bir
Heiltof karsticninl yardmClle dakikada 1000 devirde (UpM) kar(stikidOKarSiohml pH degeri
8,5'e ayarlandl]
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Dolgu maddesi iceren kad dretimi

Ornekler 6 - 20
Karslldstlrina drnekleri 2 -7

AdartImislhus silfatidan ve agartl(sicam sdlfitinden 70/30 oranda bir karsIm %4'Ilk bir
katCmadde konsantrasyonunda bir laboratuar hamur makinesi icinde 30-35 aral@nda bir
oglitme derecesine ulagllhcaya kadar leke kalmayacak sekilde agartld(Daha sonra agartl@an
maddeye optik bir parlaticI(Blankophor® PSG, Kemira Oy) ve de bir katyonik nisasta
{HiCat® 5163 A) ilave edildi. katyonik nisastanil ¢ozlilmesi ag[lkl cinsinden %10 nisasta
Optik parlaticinil dozaj miktarCkag®E maddesi slispansiyonunun kuru icerigi bazlbda ticari
malzemenin aglkd cinsinden %0,5 dederinde idi. Katyonik nisastanil dozaj miktarCkad D
maddesi siispansiyonunun kuru igerigi bazia nisastanml agiK cinsinden %0,5 degerinde
idi. Bu arada maddenin pH dederi 7 ile 8 arasfta bulunuyordu. Ogiitilmiis madde daha
sonra suyun katlhasOlile agldlk cinsinden %0,35 bir katCdmadde konsantrasyonundan

seyreltildi.

Yukarida acKlanan sulu dolgu maddesi bulamachinl dolgu maddesi icerikli kadfarml
tretimindeki davranEObelirlemek icin her birine 500 ml kag® maddesi siispansiyonunu
konuldu ve her biri bu kadfhamuru igine érnekler gore islem yapldn bulamac ve de tutma
maddesi olarak katyonik bir poli akril amid dozajlandd] (Polimin® KE 540, BASF
Aktiengesellschaft). Tutucu maddenin dozaj miktarCher durumda her biri icin kagEmaddesi

suspansiyonunun kuru icerigi baziida ag(kl cinsinden %0,01 bir deder tasmhaktad[r]

Daha sonra kagfltabakalar(yukarida agKlanan &n isleme tabi tutulmus dolgu maddelerinden
olusturuldu (drnekler 6-20 ve kars@stlrina 6rnekleri 2-4). Bunu igin kullanldn dolgu maddesi
miktarCddolgu maddesi icerikleri yaklaskl olarak %20, %30 veya %40 dederinde olacak
sekilde uyarlandldOnceden isleme tabi tutulmus dolgu maddelerinde belitli bir hedef degeri
saglamak igin kullan@hak zorunda olan dolgu maddesi bulamacC¥n isleme tabi tutulmamigl
dolgu maddelerine gore daima daha azdlrl

Onceden isleme tabi tutulmus dolgu maddelerinin her biri icin bunun diSIida 6nceden isleme
tabi tutulmamisldolgu maddelerine sahip karslastiina 6rnekleri gergeklestirildi (Karsldstlcina
drnekleri 5 - 7). Bunun icin 6ncelikle 6n arastlrinalarda yaklaskl clarak %20, %30 veya %40
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bir dolgu maddesi icerigini ayarlamak igin gerekli olan dnceden islem g&rmemis dolgu
maddesi bulamachlnl miktarCltespit edildi. Daha sonra kagl tabakalarCdonceden islem

gdrmemis dolgu maddeleri ile olusturuldu.

Kagltabakalar@ her biri bir Rapid-Kothen tabaka olusturucusu izerinde ISO 5269/2'ye gore
70 g/m* tabaka agM@nh sahip olarak imal edildi ve daha sonra 90°C'de 7 dakika kurutuldu.

Kag tltabakalarnlnl kontrol(

23°C sabit slcaklkta ve %50 nemde iklimlendirilmis bir alanda 12 saat bir depolama
suresinden sonra kagEtabakalarlnl DIN 54540'e gtére kuru yiitIhha uzunlugu, DIN 54516'e
gére i¢ dayanklIflve DIN 53121'e gore bikiilme sertligi belirlenir. Sonuglar Tablo 1'de
verilmistir. Karsl@stltina 6rneklerine gére bulamacglar ve bundan Uretilen kagEltabakalarb
ait karsl@stfina ornekleri (VB) eklemesi ile tanMlanmGtEl Diger drneklerde bulugsa gbre

ornekler sz konusudur.

Tablo 1
Kagftabakalar minl incelenmesi
Ornek veya Ornege veya karsl3stEina drnedine [Dolgu  maddesi [Kuru kopma |I¢ Biikiilme
Kars@Estkina |gdre bulamag icerigi uzunlugu [m]  [dayankIIK (sertligi
ornedi (VB) [%] [N] [mN]
(VB)
6 1 20,1 5781 354 70,1
7 1 29,5 4921 301 53,3
8 1 39,3 4045 254 39,2
9 2 209 5845 348 69,4
10 2 29,1 4911 299 53,9
11 2 40,7 3934 251 38,3
12 3 19,8 5912 358 70,5
13 3 30,2 5055 291 54,5
14 3 40,9 4123 247 40,1
15 4 20,1 5801 339 71,8
16 4 29,2 5012 285 53,5
17 4 40,2 3945 239 39,7
18 5 20,6 5734 363 71,3
19 5 30,1 4819 312 55,1
20 5 39,1 3945 265 40,4
VB 2 VB 1 20,8 5212 287 69,1
VB 3 VB 1 30,4 4378 239 52,1
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VB 4 VB 1 39,2 3619 188 37,7
VB 5 On islem olmayan PCC 20,2 4276 157 67,2
VB 6 On islem olmayan PCC 30,7 3321 109 51,3
VB 7 On islem olmayan PCC 39,8 2467 71 35,9
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